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(57) Спосіб обробки скла шляхом видалення луж-

них ІОНІВ електронним променем у вакуумі, який
полягає у нагріванні скла у вакуумі, не більшому за
5 10 4 Па, витримці 5-20 хвилин і обробці електро-
нним променем, який відрізняється тим, що скло
нагрівається до температури (Тд-400). (Тд-80)°С і
оброблюється електронним променем при питомій
потужності (10 і 0,5 102} Вт/см2 і при ШВИДКОСТІ
0,1 5 см/с.

Корисна модель відноситься до обробки опти-
чного скла / може бути використано в скляній і оп-
тичній промисловості, приладобудуванні

Відомий спосіб полірування виробів зі скла і
ситалу, який включає попередній нагрів виробу і
утворення на його поверхні за допомогою елект-
ронного пучка стрічкової форми рухомої "рідкої
ванни", глибина якої в 2-5 разів перевищує макси-
мальну висоту мікронерівностей на поверхні виро-
бу і шириною, що перевищує в 10-20 разів довжи-
ну хвилі нерівностей, які утворились від попере-
дніх видів поверхневої обробки - шліфування і
полірування На поверхні "рідкої ванни" за рахунок
ди сил поверхневого натягу рідкої фази відбува-
ється вирівнювання нерівностей Таким чином
полірується поверхня При поліруванні виробів зі
скла і ситалу "рідку ванну" утворюють електро-
нним пучком (товщина якого в 1,5-2,5 рази пере-
вищує ширину "рідкої ванни") з питомою потужніс-
тю 1 102-5 104Вт/см2 і переміщують пучок по повер-
хні виробу із швидкістю 0,4-50см/с [1]

Недоліком даного методу є те, що утворена
електронним пучком "рідка ванна" після застиган-
ня зменшує вихідні геометричні розміри по товщи-
ні виробу

Більш близьким з технологічної суті до пропо-
нуємої корисної моделі є спосіб обробки скла шля-
хом видалення лужних іонів електронним проме-
нем у вакуумі і який заключається у підігріві скла у
вакуумі не більшому 5 10 Via до температури {Тд-
400)-Тд°С, витримці 5-20 хвилин і обробці елект-
ронним променем (товщина променя 500-2000мкм
за один прохід виробу) при питомій потужності
(0,5-20) 102Вт/см2 ШВИДКОСТІ 0,5-3,0см/с [2]

Недоліком цього методу є те, що він не воло-

діє вибірковістю впливу, тим самим не зберігає,
при необхідності (наприклад, з метою вивчення)
фіксованої структури приповерхневого дефектного
шару в оптичному склі, що утворюється від попе-
редніх стадій шліфування і полірування і який
(дефектний шар) може залягати на глибину до
1,0мкм від поверхні Такий дефектний шар завжди
заповнений продуктами гідролізу, які негативно
впливають на оптичні характеристики скла

В основу корисної моделі поставлено задачу
покращення оптичних властивостей при електро-
нній обробці скла, рішення якої досягається шля-
хом зміни верхньої температурної межі до значен-
ня (Тд-80)°С, що не призводить до знищення де-
фектного шару і до деформації оптичних виробів
при максимальному значенні питомої потужності
Рттґ=0,5 102Вт/см2та мінімальній швидкості 0,1см/с
електронного потоку стрічкової форми Поверхня
оптичного скла нагрівається у вакуумі 10"4-10
5мм рт ст до температури (Тд-400) (Тд-80)°С,
витримується 5-20 хвилин і оброблюється елект-
ронним променем (товщина променя 500-
2000мкм) при питомій потужності (10 і-
0,5102)Вт/см21 ШВИДКОСТІ 0,1-5см/с, чого достатньо
для досягнення технічного результату

Технічним результатом є змінення світлороз-
сіяння за рахунок гомогенізації продуктів гідролізу,
які заповнюють дефектний шар при вибірковій ди
електронного потоку При цьому світлорозсіяння
зменшується в 1,5 2,5 рази

Приклад Беруть круглу пластину діаметром
20мм товщиною в 2мм із оптичного скла К-8, пове-
рхня якої оброблена за методом глибокого шліфу-
вання і полірування (ГШП), протирають тампоном,
який змочений у етиловому спирті з добавленням
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поляриту "Крокус" і залишають до висихання Ви-
сушений зразок витирають сухим ватним тампо-
ном до повного видалення часточок поляриту з
його поверхонь Якість поверхні (чистоту оптичної
поверхні) скла після очищення перевіряють згідно
ГОСТ 11141-90 наглядно у косовідбиваючих про-
менях поверхні скла на чорному фоні під мікроско-
пом МБС-9 Після ЦЬОГО зразок розміщують в елек-
тронно-променеву вакуумну установку з залишко-
вим тиском Р=104мм.рт ст , нагрівають до темпе-
ратури (Тд-80)"С, тобто 460°С і оброблюють з
обох сторін електронним променем стрічкової фо-
рми (товщина якого 1500±500мкм) при питомій

потужності 0,5 102Вт/см2 і при ШВИДКОСТІ 5,0СМ/С
В результаті обробки світлорозсіяння першої і

другої сторони пластини склало 0,011% і 0,012%
ВІДПОВІДНО, що практично у два рази менше за
світлорозсіяння зразків без електронної обробки
Вимірювання коефіцієнта світлорозсіяння прово-
дилось на лазерній установці ЛУИР (ЦКБ "Арсе-
нал" м Київ) на довжині хвилі 0,6328мкм

Данні з вимірювання характеристик світлороз-
сіяння на обох поверхнях пластин з використан-
ням ГШП (до електронної обробки) і ҐШП (після
електронної обробки) приводяться в таблиці 1

Таблиця 1

Характеристики світлорозсіяння поверхонь пластин з оптичного скла К-8

№
зразка

1

Товщина,
мм

2

Діаметр
мм

3

Чистота
оптичної
поверхні

по
ГОСТ

11141-90
4 І

Світлорозсіяння
сторона 1,

5C%

5 __.

Світлорозсіяння
сторона 2,

Sc%

6

Режим електронно-променевої1

обробки

Температура

попереднього
розігріву,

°С
7

Питома

потужність
променя,

Вт/см2

8

ІІВИДКІСТЬ

обробки,
см/с

9

ГШП (до електронної обробки)
1
2
3
4
5

6
7
8

9

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

III

111
III
III
II!
Ill
111
III
III

0,024
0,023
0,022
0,022
0,024
0,023
0,021
0,022
0,024

0,023
0,021
0,021
0,024
0,024
0,022
0,024
0,022
0,021

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-
-

-
-

ГШП (після електронної обробки)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0

Г 20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

III
III
III
III
III
III
III
111
III

0,017
0,011
0,010
0,011
0,013
0,015
0,014
0,018
0,016

0,011
0,009
0,012
0,012
0,012
0,009
0,016
0,019
0,014

^ Тд-450
Тд-70

Тд-450
Тд-80

Тд-120
Тд-200
Тд-300
Тд-400
Тд-80

0,510z

10 і

0,5 10/
0,510^
0,1 1ЇҐ
0,5 10z

0,510^
0,510^
0,510"

0,3

0,1
5,0
5,0
0,1
5,0
2,0
0,5
5,0

Аналогічні результати отримані при обробці
скла інших марок, наприклад, К208, К108

З порівняльного аналізу технічних показників
рішення яке заявляється і прототипу витікає, що
завдяки видаленню лужних ІОНІВ І протіканню фізи-
КО-ХІМІЧНИХ процесів в дефектному шарі скла при
електронно-променевому впливі світлорозсіяння

поверхонь зменшується в середньому у 1,5...2,0
рази
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